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Introducao

Vidros ceradmicos sdo materiais micro-
cristalinos obtidos por uma quase completa
desvitrificagédo de vidro. As propriedades dos vidros-
ceramicos sdo determinadas pela fase cristalina e
pela microestrutura dependendo da composi¢éo do
vidro bem como da adu;ao de um dopante no
método de preparagao O dioxido de estanho
(Sn0O,) é um importante semicondutor do tipo n com
uma ampla banda de gap, tem sido empregado um
grande numero de aplicacbes tecnoldgicas,
particularmente em  sensores, catalisadores,
equipamentos elétro-6pticos e células fotovoltaicas
onde a maioria envolve cerdmicas porosas e filmes
finos®.

Nesse trabalho reporta-se a impregnacéo de
pods SnO,, obtidos por via de rota quimica (RQ) e via
de precursor polimérico (PP), como componente de
filme fino em substrato de vidro comercial por meio
de um novo sistema que permite a obtencdo de
compdésitos SnO,-SiO,.

Baseou-se o processo de obtencéo de filme
fino de compdsito vidro-ceramico com 6xido SnO,
utilizando temperaturas abaixo da temperatura da
transicdo vitrea (Ty) e alta pressdo de gas. As
etapas do processo sao: (a) deposi¢do de 6xidos em
p6 na superficie do vidro, (b) injecédo de alta pressao
de gas a temperatura ambiente dentro da camera
hermeticamente fechada, (c) infiltracdo do pé na
superficie vitrea e (d) aquecimento abaixo da
temperatura de Ty em funcdo do tempo. Testes
preliminares determinaram alguns parametros tais
como a temperatura de 485°C e presséo de gas de
18 atm aplicado por 32 horas.

Resultados e Discussao |

Na Figura 1 apresenta-se os resultados de
difracdo de raios-x para as amostras de compdésitos
de Sn0,-Si0,. Os picos sao caracteristicos da fase
tetragonal do rutilo para SnO,. Calculou-se o
parametro de rede usando a largura a meia altura
pelo programa UNITCELL-97. Os parametros
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calculados para 0 p6 SnO, via RQ sdo a =4,73 A e
¢ =3,16 A. Para 0 p6 SnO, via PP sdoa=4,73Ae
c=3,18A.
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Figura 1. DRX para p6s de SnO; em impregnagéo por
presséo na superficie de substrato de vidro obtendo filme
fino compdsito SnO,-SiO-, a) po V|a RQ, b) via PP.

Intensidade (u.a.)

Figura 2. Mlcrograflas de MEV com ampllagao de 15000
X para SnO;: a)via PP 435°C, b)via PP 485°C, c)via RR
435°C, d) via RR 485°C.

Conclusodes

Os resultados mostram a formacéo de filmes de
melhor cristalinidade para o p6 SnO, via PP. Ambos
0s pOs SnO, obtidos foram impregnados com
sucesso em substratos vitreos comerciais.
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